Modelowanie ukladéw swietlno-optycznych

Laboratorium

Projektowanie reflektora liniowego ze zrédtem LED

Celem c¢wiczenia jest zaprojektowanie odbtysnika dla naswietlacza liniowego
symetrycznego ze zrodtami LED o $rednio szerokiej wigzce Swietlnej z uzyciem
materiatu anizotropowego.

Zatozenia projektowe:

e wykorzystanie zrodet LED,
e kat rozsytu 80°,

Utworzenie nowego projektu

1. Uruchomié program Photopia i utworzy¢ nowy projekt np. klikajgc File > New.
2. Przej$¢ do widoku Front View, upewni¢ sie czy jest aktywna ptaszczyzna
konstrukcyjna (wcisniety przycisk CPlane).

Importowanie zrodta swiatta

3. Dodac¢ do projektu zrodto swiatta klikajgc File > Import Lamp i wybierajgc
W42180.LAMP z biblioteki zrodet.
4. Wstawic zrédto w pozyciji 0,0.

5. Zapisac projekt.
Tworzenie reflektora

6. Utworzy¢ parametryczny model odbtysnika klikajgc Design > Reflector:
Aiming Based > Extruded Symmetric
a. Zaakceptowac punkt srodkowy zrédta 0 O.
b. Zaznaczy¢ punkt poczatkowy profilu odbtysnika w poblizu soczewki
zrodta LED.
c. Wprowadzi¢ wartos¢ -50, aby zdefiniowac kat objecia odbtysnika.



Wprowadzi¢ wartos¢ 0 jako kat odbicia pierwszej sekcji odbtysnika.
Wprowadzi¢ wartos¢ -40 jako kat odbicia ostatniej sekcji odbtysnika.
Wprowadzi¢ wartos$¢ skoku kgta wypromieniowania 5°.

Wprowadzi¢ dtugosé wyciggniecia 300 mm.
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8. Utworzy¢ nowg warstwe REFL-Zakonczenie (Settings > Layers), wybrac inny
kolor niz gtéwny odbtysnik i umiesci¢ w niej narysowany prostokat. Nalezy
pamieta¢, ze w tym przypadku trzeba umiesci¢ zakonczenia w innej warstwie
niz gtowny odbtysnik, poniewaz réznym elementom zostang nadane inne
orientacje materiatu anizotropowego, a aby to zrobic, nie mogg one znajdowac
sie w tej samej warstwie.

9. Przesung¢ (Modify > Move) zakonczenie na jeden z koncow.

10.Utworzy¢ drugie zakonczenie (Modify > Mirror) i upewni¢ sie, czy
powierzchnie sg prawidtowo zorientowane. Jesli nie, uzy¢ polecenia Modify >
Orient.



Przygotowanie symulacji

11.Przypisa¢ materiat odbtySnika klikajgc Edit > Design Properties i zaktadke
Reflective.

12.Dla warstw REFL-Main i REFL-Zakonczenie klikajgc Assign Material
wyszukac¢ materiat Alanod 722 GP (A).

I arwfacturer Deszignation Drescription % Reflection i
Alanod 126G/ anti-indes. . specular aluminumm a7

Alanod 4300UF specular anodized aluminum for UY applications [250-4... 90

Alanod 440000 aB highgloss optimized specular reflectance for UVAB [25.. 91

Alanod 4400100 C highglozs optimized specular reflectance for UWC [250-.. 92

Alanod BO0 G2 semi-zpecular aluminum a4

Alanod BO0 G/3 semi-zpecular aluminum a4

Alanad B85 GKE semi-zpecular aluminum a4

Alanod T20GP [0 Softglozs wide wavy pattemn [arow indicates grain dire.. 96

Alanod Hira 1 specular alum w/dilectric coating 4100 GP 95

Alanod Mira 12 semi-zpecular alum w/dielectric coating 1200GP HD 94

Alanod Hira 12 Silver semi-zpecular alum w/silver coat 1200GP HD 93

Alanad tira 2 specular alum w/dielectric coating 4200 GP 95

Alanod tiro 20 scattergloss w/dielectric coating 2000 GP 94

Alanod tira 20 [&) scattergloss w/dielectric coating 2000 GP (amow indica.. 94

Alanod tiro 20 Silver scattergloss w/siver coat 2000 &G 97

Alanod Mira 20 Silver [&) scattergloss w/siver coat 2000 AG [arow indicates gra... 97

Alanod Mira 27 specular alum w/dielectric coating 4270 GP 95

Alanad Hira 27 Silver specular alum wisiver coat 4270 AG 93

Alanod tiro 3 specular alum w/dielectic coating 4300 GP 95 il
— e - .. Lo - .
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Poniewaz wybrany zostat materiat anizotropowy konieczne jest jego odpowiednie
zorientowanie wzgledem odbtysnika. Przyjg¢, ze kierunek walcowania materiatu jest
zgodny z kierunkiem wyciggniecia odbtysnika.

13.Obréci¢ widok w taki sposdb, aby byty widoczne powierzchnie odbtysnika
gtdbwnego.



14.Zaznaczy¢ odbtysnik i wybra¢ opcje Modify > Orient Anisotropic Material.

15.W oknie witasciwosci wybra¢ typ mapowania Project Along Y from XY Plane.
Sprawdzi¢ kierunek strzatek na odbtysniku. Powinny by¢ zorientowane
zgodnie z kierunkiem wyciggniecia odbtysnika.

16.Zaznaczy¢ oba zakonczenia odbtysnika i wybra¢ opcje Modify > Orient
Anisotropic Material.

17.W oknie witasciwosci wybraé typ mapowania Project Along X from XY Plane.
Sprawdzi¢ kierunek strzatek.



18.Zdefiniowa¢ parametry symulacji klikajgc Analysis > Specify Photometric
Output

19.W zaktadce Output Summary zaznaczyC opcje: Photometric Report
i Hluminance on a Plane.

20.W zaktadce Photometric Report zdefiniowac typ fotometrii oraz odlegto$¢
fotometrowania.

21.W polu Horizontal Angle ustawi¢ wartos¢ 0(10)90, a w Vertical 0(5)90.

22.Zmieni¢ rozmiar ptaszczyzny Swiecgcej ustawiajgc w polu Luminous
Dimensions wartos¢ Z=0.

23. Zdefiniowac ptaszczyzne obliczeniowg natezenia oswietlenia o dtugosci 12 m i
szerokosci 30 m, potozong 2,5 m ponizej oprawy. UstawiC¢ odstep miedzy
punktami obliczeniowymi 0,15 m w obu kierunkach.

llluminance Plane

C Dezcription:

Location of Plane
Lower Left Comer 3 -5.0000 v, 14,339 Z. -2 5000

Lower Right Comer 3 500000 . 14,339 Z. -2 5000
E,0000( 14,999¢ -2.5000

Upper Left Cormer 4. -B.0000 . 14333 Z. -2.5000

Calzulation Points

Murnber of Columns 80 Colurin Spacing  0.15000
Humber of Rows 200 Row Spacing 015000

(] Cancel

nits: m ] |

Analiza wynikéw

24.\Wykonac obliczenia.

25. Otworzy¢ raport (View > Photometric Report) i sprawdzi¢ kat rozsytu (Full
Beam Angle).

26.Zaobserwowac krzywe swiattosci i plame swietlng.



Wykonanie matrycy LED

Jezeli wstepny projekt z pojedynczym zrédtem spetnia postawione oczekiwania, to
mozna wykona¢ symulacje z wieloma zrédtami. Obliczenia wielozrodiowe sg bardziej
czasochtonne, wiec stosuje sie je najczesciej na koncowym etapie projektowania w
celu uzyskania doktadnych wynikow obliczeh krzywych Swiattosci i plamy Swietlnej.
W obliczeniach iteracyjnych na etapie optymalizacji projektu mozna stosowa¢ model
z pojedynczym zrodtem dla przyspieszenia obliczen.

27.W widoku z géry zaznaczy¢ zrodto LED.
28.Wybra¢ opcje Modify > Array aby utworzy¢é matryce (linie) Zzrodet
wypetniajgcych odbtysnik.
a. Wybrac szyk prostokagtny.
b. Wprowadzi¢ liczbe wierszy (11).
c. Wprowadzic¢ liczbe kolumn (1).
d. Wprowadzi¢ odlegtos¢ miedzy zrédtami (2,5 cm).
29.Po utworzeniu szyku zaznaczy¢ zrodta i zmieni€ ich potozenie przez wpisanie
w oknie wiasciwosci przesuniecia -125 w pozycji Origin Y.
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30.W oknie Analysis > Raytrace Settings zmieni¢ liczbe promieni testowych na
25 000 000. Jest to konieczne ze wzgledu na zwiekszenie liczby zrédet w celu
zachowania doktadnosci obliczeh, poniewaz catkowita liczba promieni
testowych dzieli sie na wszystkie zrédta umieszczone w projekcie.

31.Wykonac obliczenia i zaobserwowac wyniki.
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